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１．概要（Summary） 

 半導体製造装置では真空保持を目的として O リングな

どのエラストマー製の部品が用いられるが、エッチングの

ためのプラズマ照射が行われる空間ではその影響で劣化

は免れない。本試験では弊社で作製したエラストマー材

質のプラズマ耐性の確認および今後よりプラズマ耐性の

高い材質を作製することを目的とし、エラストマー材質へ

のプラズマ照射・質量減少測定を行い、配合とプラズマ耐

性の相関を調べた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 ドライエッチング装置、 

【実験方法】 

 弊社製のエラストマー材質を試料としドライエッチング 

装置によるプラズマ照射・質量減少率の測定を行った。 

使用したプロセス条件 

   ガス種： O2, CF4 

   照射時間：１時間 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

エラストマーの配合剤の分量を変えた質量減少率を 

Fig. 1 に示した。ある成分の添加により単位時間当たり 

の質量減少率が低下されることが確認された。この配合 

剤の添加量を調整することでプラズマへの耐久性を制御 

できることが示された。 

  また、標準品から成分を除去したエラストマーと標準

品の質量減少率を Fig. 2 へ示した。これらの成分を取り

除いた影響で質量減少率が大きくなることが確認でき

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Weight loss ratio after exposure to plasma. 

 

 実際に製品用のエラストマー材質を決定する際には、 

質量減少率に加え、装置内部でパーティクルが発生して 

汚染しないことなどの要素の兼ね合いの考慮が必要とな 

るが、材質選定時の基礎的な情報を得ることができた。 
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Fig. 1 Weight loss ratio after exposure to 

plasma. 


